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【  特　集  】
マイクロメディアを用いた洗浄技術

ものつくり全体を見渡してみると，工程内における装置や治工具の洗浄，工程間で必要とされる製品洗浄，検査前
の最終的な製品洗浄といった多くの洗浄工程があり，洗浄技術は重要な位置付けとなっている．また近年，半導体を
中心とする電子デバイスをはじめ，精密なガラス部品，機械部品等の製造プロセスにおいては，洗浄技術が最終的な
加工精度や製品の品質を大きく左右することが広く認識されてきており，環境問題に配慮した洗浄技術に対する要求
も増すばかりである．今回の特集では，このような要求を高い次元で満足する可能性のある，マイクロメディアを用い
た洗浄技術を取り上げた．マイクロメディアによる洗浄のメカニズム解明から実用展開にいたるまで，大学，研究機関，
洗浄装置メーカで洗浄技術の革新に挑戦している第一線の執筆陣から最新動向を紹介していただく．読者各位の参
考になれば幸いである．
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